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(54) Strat fotosensibil pe baza de polimer carbazolic

(57) Rezumat:
1

Inventia se refera la  domeniul
nanomaterialelor polimerice si a structurilor
fotosensibile pe baza lor, care pot fi utilizate in
optoelectronica pentru realizarea dispozitivelor
fotovoltaice si a purtdtorilor de informatie

electrofotografica.
Stratul fotosensibil pe bazd de polimer
carbazolic contine poli-N-epoxipropilcarbazol
sau copolimer carbazolil-

2
etilmetacrilat:octilmetacrilat  sensibilizat cu
12...15% mas. de 2,4,7-trinitrofluorenona si
5,0...50,0% mas. de tetrahidroxiftalocianina de
zinc sau cobalt, grosimea stratului fotosensibil
fiind de 2,0...6,0 pm.

Revendicari: 1
Figuri: 4



(54) Photosensitive layer based on carbazole polymer

(57) Abstract:
1

The invention relates to the field of
polymer nanomaterials and photosensitive
structures based thereon, which can be used in
optoelectronics for creating photovoltaic
devices and electrophotographic information
carriers.

The photosensitive layer based on
carbazole  polymer  comprises  poly-N-
epoxypropylcarbazole or  carbazolyl-ethyl

2

methacrylate:octyl methacrylate copolymer
sensitized with 12...15 wt.% of 24,7-
trinitrofluorenone and 5.0...50.0 wt.% of zinc
or cobalt tetrahydroxyphthalocyanine, the
thickness of the photosensitive layer being of
2.0...6.0 um.

Claims: 1

Fig.: 4

(54) @OTOUYBCTBUTEIbHBbIN CJIOH HA OCHOBE Kap0a30JIbHOI0 MOJIMMepa

(57) Pedepar:

Nzo0perenne  oTHOCHUTCS K oOJacTH
MOJTUMEPHBIX HAHOMATEPHAJIOB "
(hOTOUYBCTBUTEIBHBIX CTPYKTYP Ha UX OCHOBE,
KOTOpBIE MOTYT OBITh  KCIOJNB30BaHBI B

OITO3JIEKTPOHHKE TUTst CO3/1aHHUs
(boToranbBaHHYECKHX YCTPOICTB U
anekTpodororpadpuaeckux HOCHTEIEH
nHpopManum.

@DOTOUYBCTBUTEIBHBIN CIIOM Ha OCHOBE
Kap0a30IbHOrO IOIUMeEpa COAepKUT monu-N-
SMOKCUNPONUIKApOa30ol  WIM  COHOIUMEP

Kap06a30omII-
STUIIMETAKPHIIAT: OKTUIIMETAKPUIIAT
ceHcuOMIM3npoBanueIi 12...15 mace. % 2,4,7-
tpunuTpodayopenona u 5,0...50,0 macc. %
TETParuapoOKCU(PTaIONMAaHUHA  I[MHKA  HJIH
kobasibTa, TONIIMHA (DOTOUYBCTBUTEIHHOTO
ciost cocrasiser 2,0...6,0 MxM.

I1. popmymsr: 1

Qur.: 4
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Descriere:

Inventia se refera la domeniul nanomaterialelor polimerice si a structurilor fotosensibile pe
baza lor, care pot fi utilizate in optoelectronica pentru realizarea dispozitivelor fotovoltaice si a
purtatorilor de informatie electrofotografica.

Sunt cunoscute multe surse bibliografice, in care sunt descrise diverse dispozitive
fotovoltaice cu straturi subtiri, avand grosimea de pana la 1,0 um, din ftalocianine de cupru sau
zinc [1].

Dezavantajele straturilor fotosensibile ale acestor dispozitive fotovoltaice constau in faptul
ca cel mai frecvent ele se obtin prin metoda pulverizarii in vid, o metodd complicata din punct
de vedere tehnologic, acestea avand un pret inalt de cost, iar producerea lor necesita utilizarea
dimetilformamidei (cu Tg>150°C), care se evapord lent la depunerea straturilor fotosensibile.

Se cunoaste, de asemenea, ca ftalocianinele de zinc si cupru pot fi utilizate la sensibilizarea
copolimerilor carbazolici, in scopul majorarii fotosensibilitatii si extinderii diapazonului
spectral de fotosensibilitate a materialelor polimerice. Pentru obtinerea straturilor fotosensibile
se utilizeaza copolimeri din carbazolil-etilmetacrilat cu octilmetacrilat (CEM:OMA) si altii [2].

Dezavantajele acestora sunt solubilitatea micd in solventi organici a ftalocianinelor de
cupru sau zinc, transparenta opticd redusda a stratului fotosensibil (T<85%), precum si
electroconductibilitate mai mici de 10%...10°° Siemens.

Problema tehnica pe care o rezolva inventia constd in elaborarea noilor straturi fotosensibile
pe baza de polimeri carbazolici, care ar asigura solubilitate buna in solventi organici pentru a
obtine straturi cu transparenta optica Inalta.

Stratul fotosensibil pe baza de polimer carbazolic, conform inventiei, inlatura dezavantajele
mentionate mai sus prin aceea cd contine poli-N-epoxipropilcarbazol (PEPC) sau copolimer
carbazolil-etilmetacrilat:octilmetacrilat (CEM:OMA) sensibilizat cu 12...15% mas. de 2,4,7-
trinitrofluorenona (2,4,7-TNF) si 5,0...50,0% mas. de tetrahidroxiftalocianind de zinc sau
cobalt, grosimea stratului fotosensibil fiind de 2,0...6,0 pm.

Particularitatile inventiei prin prezenta grupelor OH in Zn-PC(OH)s permit de a obtine
compozite cu un continut de la 5,0 pana la 50,0% mas. de tetrahidroxiftalocianina de zinc sau
cobalt, precum si straturi cu transparenta si fotosensibilitate mai 1nalta, indeosebi in diapazonul
A=700...800 nm.

Rezultatul tehnic al inventiei constd in faptul ca straturile fotosensibile propuse asigura
urmatoarele caracteristici tehnice:

- solubilitatea tetrahidroxiftalocianinelor de zinc sau cobalt de 2...3 ori mai inaltd decat cea
a ftalocianinelor de cupru sau zinc, caracterizate in prototip;

- fotosensibilitate spectrald inalta a straturilor fotosensibile in diapazonul vizibil al
spectrului (A=400...700 nm) si infrarosu apropiat (A=700...900 nm);

- stabilitate i transparentd mai buna decat cele indicate in prototip.

Rezultatul tehnic obtinut se datoreaza faptului ca straturile fotosensibile propuse contin
tetrahidroxiftalocianine de zinc sau cobalt in calitate de activator, sunt mai solubile in
dizolvanti organici ca dimetilformamida, clorobenzenul si altii, formand straturi mai omogene
cu sensibilitate inalta.

Inventia se explica prin desenele din fig. 1-4, care reprezinta:

- fig. 1, schema dispozitivului cu strat fotosensibil din polimeri carbazolici;

- fig. 2, curbele caracteristice de relaxare a potentialului pe sectorul neiluminat (a) si
sectorul iluminat (b) pentru straturile fotosensibile din poli-N-epoxipropilcarbazol (PEPC),
sensibilizate cu 15% mas. de 2,4,7-TNF: 1 — in diapazonul vizibil al spectrului A=570 nm; 2 —
la lungimea de unda A>700 nm;

- fig. 3, curbele caracteristice de relaxare a potentialului pentru straturile fotosensibile din
PEPC, sensibilizate cu 15% mas. de 2,4,7-TNF si 5% mas. de ftalocianind de zinc: 1 — in
diapazonul vizibil al spectrului A~570 nm; 2 — la lungimea de unda A>700 nm;

- fig. 4, curbele caracteristice de relaxare a potentialului pentru straturile fotosensibile din
PEPC, sensibilizate cu 15% mas. de 2,4,7-TNF si 5% mas. de tetrahidroxiftalocianina de zinc:
1 —in diapazonul vizibil al spectrului A~570 nm; 2 — la lungimea de unda A>700 nm.

Pe suportul 1 din sticld optica (fig. 1), acoperit cu un strat 2 electrofotoconductibil din ITO
(p~10 Qcm), sau pe un suport flexibil din polietilentereftalat (PETF), acoperit cu un strat
subtire din metal (p~500...1000 Qcm), se depun din solutii prin metoda ,,spin-coating” straturi
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3 fotosensibile din copolimer CEM:OMA sau PEPC, sensibilizate cu 2,4, 7-TNF si
tertahidroxiftalocianina de zinc sau cobalt. Grosimea straturilor 3 fotosensibile variaza de la 2,0
pana la 6,0 um. Pentru prepararea straturilor 3 fotosensibile pe suport de lavsan metalizat cu
dimensiuni pana la 0,5 pm s-a utilizat un dispozitiv mecanic dotat cu o cuva din teflon prin asa
numitd metoda de tip ,,menisc”.

in fig. 2 si 3 sunt prezentate curbele caracteristice de relaxare a potentialului electric depus
preventiv pe suprafata straturilor fotosensibile (U~300...500 V). Aceste curbe caracteristice
sunt obtinute cu ajutorul unei instalatii, utilizatd 1in fizica semiconductorilor.
Electrofotosensibilitatea straturilor s-a calculat conform formulei S=1/Eti», unde S este
electrosensibilitatea, E — valoarea ilumindrii stratului, Ty — timpul de injumétatire a
potentialului dupa includerea sursei de iluminare. Dupa cum observam din figura 2, straturile
fotosensibile din PEPC cu 2,4,7-TNF poseda fotosensibilitate buna in diapazonul A~(500...600
nm) (t112=1,5...2,0 s; $=5,0*103Ix's) si practic nesensibile la lungimi de unda A>700 nm.

Straturile fotosensibile din PEPC sensibilizate cu 2,4,7-TNF, ce contin suplimentar
ftalocianind de zinc sau tetrahidroxiftalocianind de zinc sau cobalt (fig. 3 si 4) poseda
fotosensibilitate buna in diapazonul A=500...600 nm (t12=1,5 s) si in diapazonul A>700 nm
(T1/2:7. ..8 S).

Cresterea concentratiei metaloftalocianinelor de zinc sau cobalt contribuie la majorarea
fotosensibilitatii straturilor in diapazonul A~700...800 nm.

Exemplu

Intr-o eprubeta ajustata cu dop cu slif se iau 0,5 g de polimer carbazolic, 0,075 g de 2,4,7-
TNF (15% din masa polimerului carbazolic), 0,025 g tetrahidroxiftalocianina de zinc i 5,0 ml
de dimetilflormamida sau alt solvent. Solutia se lasa 2...3 ore, dupa care se prelucreaza 0,5 ore
cu ultrasunet. Solutiile omogene se utilizeaza pentru confectionarea straturilor fotosensibile.

Concentratia de 5,0...50,0% mas. de tetrahidroxiftalocianind de zinc sau cobalt se
determind prin alegerea solventului potrivit i compatibil cu componentele compozitului,
totodatd acesta nu trebuie sa fie toxic §i nu trebuie sa se retind in straturi ce pot diminua
proprietatile electrice si fotoelectrice.

(56) Referinte bibliografice citate in descriere:

1. S. Touattui, A. Hajri, M. Shedu Kahwech, B. Jamoussi. Optoelectronic proprieties of New
Syntheized phtalocyanine. International Journal of Materials Science and Applications, 2013,
2(6), p. 179-184

2. Raport privind rezultatele stiintifice obtinute pe anul 2008 in urma realizarii proiectelor din
cadrul programelor de stat in sfera stiintei si inovarii. ASM, Chisinau, 2009, p. 88-89

(57) Revendicari:

Strat fotosensibil pe baza de polimer carbazolic, care contine poli-N-epoxipropilcarbazol
(PEPC) sau copolimer carbazolil-etilmetacrilat:octilmetacrilat (CEM:OMA) sensibilizat cu
12...15% mas. de 2,4, 7-trinitrofluorenona (2,4,7-TNF) si  5,0...50,0% mas. de
tetrahidroxiftalocianind de zinc sau cobalt, grosimea stratului fotosensibil fiind de 2,0...6,0
um.

Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala
str. Andrei Doga, nr. 24, bloc 1, MD-2024, Chisinau, Republica Moldova
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